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SOG IBL




e HF
0.43 [mol/L] >< 1 [min.]

2 [sec]




SOG

e Honeywell Accuglass 512B

e SOG
Pre : 300 [rpm]><3 [sec]
Main : 3000 > 10 [sec]

80 > 30 [min]

300 > 60 [min]




